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１．概要（Summary） 
 パワエレ技術の高周波化により、それに対応した磁性材 

が求められている。高磁束密度/極薄による渦電流抑制 

を実現する為に、極薄箔帯への珪素拡散を豊田工業大

学クリーンルームのスパッタ蒸着装置を用いてナノレベル

のＳｉ形成被膜にて拡散検証を行う。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 スパッタ蒸着装置。 

 

【実験方法】 

ｔ１μｍに圧延加工された鉄系箔帯の表面にスパッタ蒸

着装置を用いて拡散体積比より求めた厚さのＳｉ被膜を片

表面成膜形成し、一次実験で拡散が見られなかった温度

を反映した温度で拡散処理を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ｔ１μm 鉄系箔帯の表面に４４～４９nｍのＳｉ被膜を片表

面形成して頂いた。これは体積比で４．７％の拡散濃度を

推定する。Fig.1 に蒸着後の試料を示す。この試料を１次

実験で拡散確認できなかった温度を見直した温度で拡散

処理を行った。Fig.2 に拡散後外観を示す。 

 

Fig.1              Fig.2 

After vapor deposition.     After diffusion. 

 

 拡散処理後の箔帯の断面を樹脂モールド後ラップした

表面を、ＥＰＭＡにて板厚貫通断面Ｓｉ/Fe/N％を計測し

た。濃度分布を Fig.3 に示す。結果、Ｆｅ表層にＳｉ被膜とし

ての高濃度分布が見られるが、Ｆｅ内部へのＳｉ拡散侵入

は０．２％弱で目標の４．７％は確認出来なかった。 

 

Fig.3 

Si diffusion concentration distribution by EPMA. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・EPMA 測定に協力頂いた奥宮教授様（豊田工業大） 

 に感謝します。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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６．関連特許（Patent） 
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